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© Verfahren und Einrichtung zur Erzeugung eines latenten Bildes auf einer lichtempfindltchen Beschichtung einer 
Offset-Druckplatte 



Mrt der Erfindung wird etn Verfahren und eine Einrichtung 
vorgeschlagen, wonach bzw. worn it der Prozefc zur Herstel- 
lung einer Uchtmaske zur Belichtung von Offset- Druckp I at- 
ten vereinfacht und verkurzt wird. ErfindungsgemaS wird zur 
Erzeugung eines latenten Bildes auf einer lichtempfindlichen 
Offset-Druckplatte mitiels eines von einer Lichtquelle aus- 
gesandten und mittels einer Uchtmaske modulierten Strah- 
lenbundels die Uchtmaske als Li chtventil matrix ausgebildet 
und mit Signalen angesteuert, die mit dem Bild korrelieren. 
Damit wird an einer Flussigkristallschicht ein Display des 
gewunschten Bildes in Form von Lichtpunkten erzeugt und 
das Display auf die lichtempftndliche Beschichtung einer 
Offset-Druckplatte abgebildet (Fig. 1). 
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Beschreibung 



mit dem Bild korrelieren, eine derartige FQfe^g des 
DCS — — * Strahlenbundels, daB dieses auf eine erste Sate der 
, . „ F - - . zweiten Flussigkristallschichteinheit tnfft und ein Lin- 
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eme Emnch- Abbildung eines die zw ite Fluss.gkr>- 
tungzurErzeugungm^ latentenBddesa^ SSteinheit durchdringenden Anteils des Strah- 
emnfindlichen Bescbichtung einer Offset-DrucJcpiatte 5 "j" ■ 

SeTeines von einer Iichtquelle a^gesandten mid n von ftr den off set . 

mittels einer Lichtmaske moduherten Strahl^buBde^ ^veg > Druckp i at ten sind zwar in _der Dtera- 

Herkomnihche Offsetdruckplatten werder, l mit enter ^J^^ chrieben (Z . : » D er Druckspiegel", Heft 

groBenUchtmengedurcheinenFilmhmdiffdibeliAtet. ^ °f ^ Heft 9/8I, S. 744 bis 748, sowie ZL: 

licheSchiditderDnickpIatteaufgelegt wircl. _ ^ > geerfordernjedochbesondersdarauf ausge- 

Obfich sind einerseits in einem ^egaUwerfahren 214 ^ J Mit einem solch en Verfahren 
gebraucbsfertig gemachte Dru«*platten -««mAto- ^^^^bra* einer Druckvorlage di- 
miriumbledinAemeruchtem^^^ Sai eine Hdbleiterschicht einer Dru^tte proji- 

auf die eine filmvorlage, meistens em Silberhalogemd 15 reKi aui ^ Halbldterschicht im Dun - 

filnmegativ,gelegtwird,woraufbe,deunVak^n- ziart XSeT^h die Projektion der Druckvorlage 
takt beispiekweise mit einer ^^^"f^^ SgeS belichtet und damit entladen und danach be- 
Quecksilberdampflampe belichtet ^^J^fJ? 6 ; °^Jrt Die Belichtung solcher DruckplaUen mit einem 
Echteten Stellen tritt durch chemische Reakdon _one Comouter gefubrten, gepulsten Iicbt-oder 

AushlrtungderBesc^tu^ 20 ^ e SS^d in Z.f "Der Polygraph Heft 9/82. S. 

der nicht belichteten Anteile mittels eines EntwicUers JJ* beschrieben. Bei diesem Verfahren wird 1 die 
istmeDruckpIattefurdenOf^ ™ ^pgSlichkeit der Fotoleitfahigkeit der Halblei- 

Bei andererseits in einem f OHQVvel ^ e * ^ teKchicht ausgenutzt, so daB schwache LichtqueUen un 
braucbsfertiggemachten Druckpiatten „ aSgoi lereich verwendet werden kSnnen, fttr 

genuberBeschichtungenaushytop^ 25 Bescbichtungen von Druckpiatten nicht 

gen photolytisch in starker hydrophile Verbnidungen ^etehe ok ^ den eingangs genannten 

umgewandelt und die belichteten Teile_ der Beschich- ^™ gativverfa hren- hergestellt werden. 
tung mittels eines Entwicklers herausgelost Varianten der Belichtung mit gepulsten Licht- odei ■ La- 

Nach einem anderen Verfahren wirddas OngmalbM Vananten aer^ ^ gewandt e Chemie", Heft 2/80, 
im wahlbaren MaBstab auf die Druckplatte projmert 30 J^""^^^ 

bzw.gespiegelt,wobeiwiede^vonememFitau^ge- ^^ d ^ DE . 0S 3348^8 wird schUeBUch em Verfah- 
benenfallsvonememMflcroF^ ren zur bildmaBigen Beschichtung einer DnickpUtte »r 

von einem Computer anfgezeid.net sem ^ OffseSnick beschrieben, bei dem rarbannehmende 

Druddndustrie (St. Gallen) 1987 6. Oktober, S.116) In JJ^gJntt unter Warme- und Druckeinwirkung 
alien Fallen wird also ein ^g-gj^* oSlSf auf erne hydropnfle Oberflache einer Druck- 
Uchtmaske vor der HersteUung der Druckplatte von ^^^60 werden. „ . 

der Druckvorlage angefertigt werden muB. P 1 Besch re iben e iner hydrophilen Oberflache emer 

BereitsdleHersteHungderFnmeerforderteinenzert- nr ^^ r ^ n oleoph flen Flachenelementen ernes 
au£endigenP ro zeB,derube^ 40 KoSbbaSes Sn mittels Tnermoschreibkopf 

an staubfreie Arbeitsraume steUt Hinzu kommt das 40 ^"^TSSSrtraW (LogEscan-Verfahren) erfolgen (Z.: 
ebenfalls aufwendige Montieren von Einzelfilmen auf ^^^92 (198 0) S. 95- 106, Vollmann: 

einerMontagefoUe. . * Technologien zur filmlosen Herstellung von 

Der Erfindung fiegtdaher die Aufgabe zugrunde, em " eue . 6 
Verfahren und eme Einrichtung vo^iischlagen, wonadi ^^S^geniaSe Verfahren vereinfacht und 
bzw. womit der ProzeB zur HersteUung emer L.chtinas- « | u f den Pr0 zeB der Herstellung einer 

ke vereinfacht und verkurztwird. Lichtmaske, sondern es hat gegenQber den bekannten 

DieseAufgaJjewdgeiastmitememVei^enzur J£™™ Tilmlosen" Belichtung einer Offset- 
Erzeugung etoes latenten Bildes auf emer hchtempfmd- ™den zur daB es zur -fdmlosen" 

UchenShichtungemerQffset-Druclq,i a ttemm^ei- Dmckp^e aucn ^ 

nes von einer Lichtquefle ausgesandten und 50 ^^Stm^fta&^msP«»M-T^ 
ner Lichtmaske modulierten StraU e nbundels das s^h derenbescn, g | rfahren . , egtsin d. 
erfindungsgemaB dadurch auszeichnej ^daB ah = Lichl, DieS^gnale zur Ansteuerung der Lichtv nulmatnx 
maske eine Uchtventilmatnx verwendet : wri i und die ^ Druckv0 rlage gewonn n 

UchtveimlmatrixriritSigndenangesteuert w^ konnen mux ^ h ^ tett ^ mBgDch emmeinHn 

dem Bikl korreUeren, sowie nut Einncntungen .ur 55 ™;":„™ generi ertes BUd als "Druckvorlag " zu 
DurchffuirungcUe S esVerfahrens,4esich^^^ T^n ^ dem erfindungsgemaBen 

zeichnen durch eine erste ^dg^stallschicht^heit, ^ n ^3 sweise das auf der Druckplatt zu 
einen auf eine erste Seite dieser Huss.gknstaU ^sducht- VjJtol«J« ^ vorhandenen D ruck- 

emhe«geri*teten,initdemB.ldkorreh^ere^ ^^Xusatelicher. in einem Computer gen - 

sendenden, computergefuhrten Schieibstrahl, emen, eo ™ rackTOriagen « er ganzt werden. 

von der lichtquelle ausgesandtes Licht auf erne der er- r ' e ^I ch D ™? e k ^ dlings | em aBe Verwendung emer 
sten Seite g genaberliegende zw f .te Seite f erjlus^g- Uc ^X e a ^ U | hml aske wird insbesondere ui 
kristallschichteinheit refiektierenden Spiegel und em die JgmSpmMBi ^n Form des Entwickelns eines Rl- 
Tweite Seite der Flussigkristallschichteinheit auf der chemischer Pro ze» in zeQ fe darf immer eiaei 

SSfeet-Druckplatte abbildendes Unsensystcm, und aii- 65 mra .™^,in"ze fdte Sit eingespart werden 
d^erseitsdu^hdnezweite.miteinerEl k«denniau-« ^^SS^^oSL eufes entwickelten 
versehene Flussigkristallschichteinhe.t. wobe| .die _ Elek- kana Ebenso en ttaut notw endige Montieren 

trodenmatrixrnitelektrischenSignalenbelegbarist,die Films, so *ieaasimaiig 
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von Einzelfilmen auf einer Montagefolie. 

Die Lichtventilmatrix stellt uberdies eine auBerst fle- 
xibel handhabbare und immer wiederverwendbare 
Lichtmaske dar. 

Die Ansteuerung der Lichtventilmatrix mit Signalen, 5 
die mit dem Bild korrelieren, kann unter Zuhilfenahme 
eines Computers erfolgen. 

Die Erfindung ist nachfolgend anhand der Zeichnung 
n&her erlautert. 

Hierinzeigt 10 

Fig. 1 eine schematische Darsteliung einer erfin- 
dungsgemafien Einrichtung unter Verwendung einer 
Lichtmaske in Form einer Reflexionsmaske, 

Fig. 2 eine schematische Darsteliung einer erfin- 
dungsgemaBen Einrichtung unter Verwendung einer 15 
Lichtmaske in Form einer Transmissionsmaske. 

Dem Wesen n^ch stellt sich das erfindungsgemaBe 
Verfahren so dar, daB mittels der Signale ausgewahlte 
"Lichtpunkte" eines dem Bild entsprechenden Displays 
auf die lichterripfindliche Beschichtung einer Offset- 20 
Dnickplatteabgebildet werden. ■ 

Bei den nachfolgend beschriebenen Varianten des er- 
findungsgemaBeh Verfahrens wird von der Tatsache 
Gebrauch gemacht, daB Flussigkristallschichten ihr op- 
tischesVerhahensteuerbarandem. 25 

In erfindungsgemaBer Nutzung dieser Tatsache ist 
damit bei einer ersten Variante gemaB Fig. 1 vorgese- 
hen, die Lichtventilmatrix aus einem ersten Typ von 
FlQssigkristallschichten zu bilden, auf eine Seite einer so 
gebildeten ersten Flussigkristallschichteinheit 1 mit dem 30 
Bild korrelierende Impulse eines computergefuhrten 
Schreibstrahles 2 zu richten und die gegenuberliegende 
Seite der Flussigkristallschichteinheit 1 als Reflexions- 
maske fiir das Strahlenbundel 3 zu verwenden, das von 
einer Lichtquelle 4 ausgesandt wird. Als Lichtquelle 4 35 
kann dabei beispielsweise eine metallhalogeniddotierte 
Quecksilberdampfiampe verwendet werden. Als 
Schreibstrahl 2 kann ein Kathoden- oder Laserstrahl 
verwendet werden. In Fig. 1 ist ein Schreibstrahl 2 in . 
einer willkurlichen, augenblicklichen Lage wiedergege- 40 
ben. 

Auf eine detaillierte Beschreibung der im Rahmen der 
Erfindung verwendeten Flussigkristallschichteinheitcn 
und deren Ansteuerung kann verzichtet werden, da ent- 
sprechende Hinweise der Literatur entnommen werden 45 
konnen (siehe z. B.: "SPSE-The Society for Imaging 
Science and Technology" 1 987, S. 108 — 11 5). Einzelhei- 
ten zur Verwendung von Schreibstrahlen konnen ent- 
nommen werden aus "Journal of Applied Physics", Ame- 
rican Institut of Physics, B&57(4) vom 1 5.02.1 985. Seiten 50 
. 1356ff. 

Wesentlich fur die genannte erste Variante des erfin-. 
dungsgemaBen Verfahrens ist hierbei die Verwendung 
eines ersten Typs von FlQssigkristallschichten, bei wel- 
chem sich infolge ortlicher Beaufschlagung einer ersten 55 
Seite mit einem Schreibstrahl ortlich reflektierende und : 
nichtreflektierende 'Be.reiche fur auf die gegenui?erlie- 
gende Seite auf tref fenders Licht ausbilden. 
.. . Bei einer zweiten Variante ist vorgesehen,:die Licht- ;. 

. ventilmatrix aus einem zweiten Typ von Flussigk-ristall- ■. &o 
schichten zu bilden, eine so gebildete zweite- Fliissigkri- 
stalischichteinheit 1' mit einer Elektrodenmatrix zu .ver-. 

. seheri, die Elektroderimatrix mit elektrischen -Signalen 5 . 

. zu belegen, die mil idem Bild korrelieren, und die zweite.. 
Fliissigkrisiallschichteinheit 1' als Transmissionsmaske 65 
fQr das StrahlenbGhdel 3 zu verwenden (Fig. 2). , 

Wesentlich fiir diese zweite Variante ist hierbei, ab- 
weichend von der zuvor genannten ersten Variante, die 



Verwendung eines zweiten Typs von Flussigkristall- 
schichten, bei welchem sich infolge ortlicher Belegung 
mit elektrischen Signalen ortlich lichtdurchlassige und 
lichtundurchlassige Bereiche der Flussigkristallschicht 
ausbilden. Die ortliche Belegung mit elektrischen Signa- 
len 5 ist in Fig. 2 schematisch durch den die Signale 
wiedergebenden Pfeil dargestellt 

Mit beiden genannten Verfahren wird an der jeweili- 
gen Flussigkristallschichteinheit 1, 1' ein Display des ge- 
wunschten Bildes in Form von Lichtpunkten erzeugt 
und dieses Display auf die lichtempfindliche Beschich- 
tung 6 der Offset- Druckplatte 7 abgebildet. 

Fiir diese Abbildung ist in weiterer Ausgestaltung ein 
Linsensystem vorgesehen. Dieses Linsensystem weist 
gemaB einer Weiterbildung der Erfindung eine in und 
entgegen einer Projektionsrichtung 8 verschiebliche 
Projektionslinse 9 auf. Damit kann von dem Display ein 
Bild von wahlbarer GroBe auf die Beschichtung 6 proji- 
ziertwerdea 

Eine Einrichtung zur Durchfiihrung des erfindungsge- 
maBen Verfahrens unter Verwendung des genannten 
ersten Typs von FlQssigkristallschichten ist schematisch 
in Fig. 1 dargestellt. Mit dieser Einrichtung wird das von 
der Lichtquelle 4 ausgesandte und mit Hilfe einer Linse 
11 gesammelte Strahlenbundel 3 mittels eines Spiegels 
10 auf die dem Schreibstrahl 2 abgewandte Seite der 
ersten Flussigkristallschichteinheit 1 geworfem 

Zur Erzielung einer moglichst groBen Lichtausbeute 
aus dem Strahlenbundel 3 ist der Spiegel 10 als Strahl- 
enteiler ausgebildet und so angeordnet, daB von diesem 
auf die Flussigkristallschichteinheit 1 reflektiertes Licht 
des Strahlenbiindels 3 im wesentlichen senkrecht auf 
der Flussigkristallschichteinheit 1 auftrifft. 

Eine Einrichtung zur Durchfuhrung des erfindungsge- 
maBen Verfahrens unter Verwendung des genannten 
zweiten Typs von Flussigkristallschichten ist schema- 
tisch in Fig. 2 dargestellt Hierbei ist das Strahlenbundel 
3. so gefuhrt, daB es auf seinem Weg zur Offset-Druck- 
.platte.7 diczweit^Flfissigkristallschichteinheit 1' in Ab- 
ha^gigkeU"vpp ( ^ Belegung derselben mit 

den elektrischen Signalen 5 durchdringt 

Das erfindungsgemaBe Verfahren ist, wie erwahnt, 
zur BeHchtung herkommlicher, beispielsweise mit einer 
Diazo- oder einer Silberhalogenid-Beschichtung verse- 
henen, Offset- DrUckpIatten anwendbar. Hierzu ist le- 
diglich das Strahlenbundel 3 mit einer derart energierei- 
. chen Lichtquelle 4 zu erzeugen, daB damit eine hierbei 
erforderliche Beieuchtungsstarke auf der betreffenden 
Offset-Druckplatte erzielt wird 

Das erfindungsgemaBe Verfahren ist aber auch zur 
Belichtung elektrisch aufgeladener Halbleiterbeschich- 
; tungen von Offset-Druckplatten anwendbar. Hierzu be- 
' darf es ; lediglich der Verwendung eines Strahlenbiindels 
3, mit welchem eine hierbei erforderliche, entsprechend 
kleinere Beleuchtungssta^ke auf der betreffenden Off- 
set-Druckpiatte erzielt wirdDiese entsprechend kleine- 
re, BeleuchtungsstaYke karin auch mit einer zur Belich- 
tung herkdmrtilicher Offset-Druckplatten ausgelegten 
..erfindungsgemkBeh Einrichtung tiachirch erreicht wer- 
/deh/daB.ein L 4 in derZeichnung nicht dargestellter - 
^Filter ^iadis^trahlenbUndel eingesetzt wird. 

gezugsze.ichenliste 

. \ ' erste.r^ 

. 1 ' zweite Flussigkristallschichteinheit 

2 Schreibstrahl ; 

3 Strahlenbundel . 
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4 Lichtquelle 

5 elektrische Signal 

6 lichtempfindliche Beschichtung 

7 Offset-Druckplatte 

8 Projektionsrichtung 

9 ProjektionsUnse 

10 Spiegel 

11 linse 

Patentanspruche 



10 



1 Verfahren zur Erzeugung eines latenten Bildes 
au f einer lichtempfindlichen Beschichtung emer 
Offset-Druckplatte mittels eines von emer Licht- 
quelle ausgesandten und mittels einer lichtmaske 15 
modulierten Strahlenbflndels, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Lichtmaske eine lichtventilma- 
trix(l lOverwendetwdunddieUchtventflmatrK 
mit Signalen angesteuert wird. die mit dem Bild 
korrelieren. 20 

2. Verfahren nach Ansprach 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die JJchtventihnatrix aus emer ersten 
Flusagkristallschichteinheit (1) gebildet wird, auf 
deren eineSeite mit dem Bfld korrelierende Impul- 
se eines computergeffirntenSchreibstrahles (2)ge- 25 
richtet werden, und deren gegenflberfiegende Seite 
als Reflexionsmaske fur das Strahlenbundel (3) ver- 
wendet wird. .... u 1 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Uchtventilmatrix aus emer zwei- 30 
ten, mit einer Elekrodenmatrix versehenen Flussig- 
kristallschichtemheit (1') gebfldet wird. daB die 
mektrodenmatrix mit elektrischen Signalen (5) be- 
legt wird, die mit dem Bild korreHeren, und daB die 
zweite Hfissigkristallschichteiimeit (1') als Trans- 
missionsmaske fur das Strahlenbundel (3) verwen- 

detwird. _ , , . - , 

4 Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis ; 3, 
dadurch gekennzeichnet daB das Strahlenbundel 
(3)dur(*emliriserisystem(9)gcrahrtwird. 
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB em Linsensystem (9) verwendet wird, 
mit welchem das auf der Offset-Druckplatte (7) er- 
zeugteBildinseinerGroBeveranderbarist 
6 Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 45 
dadurch gekennzeichnet, daB das Strahlenbflndel 
(31 mit einer derart energiereichen LichtqueUe [*) 
erzeugt wird, daB mit dem Strahlenbundel (3) an 
der Offset-Druckplatte (7) eine Beleuchtungsstarke 
erzielt wird, die ausreichend ware, urn erne her- 
kommUche. beispielsweise mit einer Diazo- oder 
emerSiroerhalogenid-BeschichtungverseheneOff- 

set-Druckplatte mit einer fiber die Beschichtang 
edegten lichtmaske in Form eines ubhchen Srtber- 
halogenidfilmes derart zu belichten, daB auf der 55 
Beschichtung ein latentes Bild des Silberhalogeiud- 
filmes entsteht _ 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis ^5, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Strahlenbtodel 
(3) verwendet wird, mit welchem an der Offset- eo 
Druckplatte (7) eine Beleuchtungsstarke eraelt 
wird, die ausreichend ist, urn eine im Dunkeln lek- 
trisch aufgeladen Halbleiterbeschichtung der Off- 
set-Druckplatte durch Belichtung mit dem Strah- 
lenbundel (3) zuentladen. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein auf eine Entla- 
dung einer elektrisch aufgeladen n Halbleiterbe- 
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schichtung der Offset-Druckplatte abgestimmte 
Bdeuchftmgsstarke an der Offset-Druckplatte 
dTrch Hnselzen eines Filters in ein Strahlenbundel 

9 3) Sd5mHg"zur Erzeugung eines latenten Bildes 
auf einer Uchtempfindlichen Beschichtung emer 
Offset-Druckplatte mittels eines von einer LicM- 
aueUe ausgesandten und mittels einer Lichtmaske 
modulierten Strahlenbflndels, gekennzeichnet 

dUrd L dne erste Flussigkristallschi(Ateinheit (1), 

- einen auf eine erste Seite dieser ersten Flfls- 
sigkristaUschichteinheit (1) gerichtet n, mit 
dem Bild korrelierende Impulse sendend n. 
computergefuhrten Schreibstrahl (2), 

- einen Spiegel (10), der von der LichtqueUe 
(4) ausgesandtes Licht auf eine der ersten Seite 
gegeniiberliegende zweite Seite der ersten 
massigkristallschichteinheit (1) wirft und 

_ ein die zweite Seite der ersten FlQssigkn- 
stallschichteinheit (1) auf der Offset-Druck- 
platte (7) abbildendes Linsensystem (9> 

10 Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Spiegel (10) .ib :StraMentedersu£ 
gebfldet ist und vom Spiegel (10) auf die erst Flus- 
sigkristaUschichteinheit (1) reflektiertes Licht des 
Sttahlenbundels (3) im wesentUchen senkrecht auf 
der ersten HussigkristaUschichteinheit (1) aufmfft. 

11 Einrichtung zur Erzeugung eines latenten Bildes 
auf einer lichtempfmdlichen Beschichtung 
Offset-Druckplatte mittels eines yon einer Licht- 
quelle ausgesandten und mittels emer Lichtmaske 
modulierten Strahlenbflndels, gekennzeichnet 

dUrCh - eine zweite, mit einer Elektrodenmatrix 
versehene Flussigkristallschichteinheit (1^ 
wobei die Elekrodenmatrix mit elektnschen 
Signalen (5) belegbar ist, die mit dem BUd kor- 

^dne'derartige Fuhrung des Strahlenbflndels 

(31 daB dieses auf eine erste Seite der zweiten 

Flussigkristatecmchteinheit^Otrifftund 

_ ein Linsensystem (9) zur Abbildung eines 

die zweite RussigkristallscWchteinheit (1 ) 

durchdringenden Anteils des Strahlenbflndels 

(3)- 
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